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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abschirmung mit
Gettermaterial fur eine Vakuumschaltréhre mit einer
Vakuumschaltkammer mit relativ zueinander bewegli-
chen mit Kontakistlicken ausgestatteten Leitern, die die
Kontaktstlicke beabstandet in Gestalt eines zylinderfér-
migen metallischen Schirmes mit an dem Schirm ange-
ordnetem Gettermaterial umgibt. Des weiteren betrifft
die Erindung ein Verfahren zum Befestigen von Getter-
material an einem zylinderférmigen Schirm fir eine
vakuumschaltréhre, bei der der Schirm die Kontakts-
tiicke der Vakuumschaltréhre beabstandet umgibt.
[0002] Die Abschirmung des Vakuumschalters mittels
eines in der Vakuumschaltkammer angeordneten
metallischen Schirmes dient der Aufgabe, die Ablage-
rung von leitendem Material, das von den Schaltkontak-
ten wahrend einer Schalthandlung verdampft, und sich
an unerwinschten Stellen niederschlagt, insbesondere
Isolatoren, zu verhindern. Als Abschirmungsmaterialien
fur den Schirm werden Ublicherweise Edelstahle einge-
setzt.

[0003] Eine weitere Grundbedingung fur das sichere
Funktionieren eines Vakuumschalters ist ein entspre-
chend hohes Vakuum, namlich ein Innendruck von etwa
107 bar oder kleiner. Dieser Druck darf wahrend der
gesamten Lebensdauer der Vakuumschaltkammer
nicht unterschritten werden. Der Innendruck einer Vaku-
umschaltkammer zeigt im Normalfall kein stationéres,
sondern ein dynamisches Verhalten, Winzige Lecks
und Ausgasung der Materialien in der Vakuumschalt-
kammer bewirken bereits einen Druckanstieg. Zur
Reduzierung der durch Ausgasung der Materialien
sowie Leckagen erzeugten Gase ist es bekannt, Getter-
elemente in der Vakuumschaltkammer anzuordnen, die
durch das Binden der Gase eine Druckabsenkung her-
beifthren.

[0004] Die Ausbildung und Anordnung von Getterma-
terial in der Vakuumschaltkammer eines Vakuumschal-
ters ist beispielsweise aus der DE 38 29 888 C2
bekannt. Hierbei ist der metallische Schirm, der die
Schaltkontakte umgibt, vollstandig aus Gettermaterial
gebildet, das bei Entladungen und Schalten infolge der
erzeugten Warme verdampft und somit der Vakuum-
schaltkammer eine ausreichende Getterkapazitat zur
Verfligung steht. Als Gettermaterial ist Titan bevorzugt.
[0005] Auch gemaB dem Vorschlag der DE 19 10 833
A1 wird Gettermaterial an der Abschirmung angeord-
net, dergestalt, daB es der Lichtbogenwarme ausge-
setzt ist.

[0006] Gemafn dem Vorschlag der DE-AS 11 85 690
ist in der Abschirmung der Vakuumschaltkammer eine
Ausnehmung vorgesehen, in der der Getter befestigt ist,
wobei er nicht aus der Umfangsflache der Abschirmung
hervorstehen soll. Die Art der Anbringung ist montage-
intensiv und beeintrachtigt die Schirmwirkung.

[0007] Soweit bei bekannten Getteranordnungen in
Vakuumschaltkammern diese durch PunktschweiBen
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aufgebracht werden, ist dies nur auf Tragern, d.h. Schir-
men aus Edelstahl, Kupfernickellegierungen, Eisennik-
kellegierungen, Monel und
Eisennickelkobaltlegierungen méglich, die ausreichend
niedrige thermische Leitfahigkeit haben, nicht jedoch
auf Kupfer. Das Befestigen des Getters durch Léten
birgt die Gefahr einer Vergiftung des Getters wahrend
des Hochtemperaturltprozesses in sich durch Metall-
dampfe aus dem Lot, infolgedessen die Funktion des
Getters erheblich beeintrachtigt werden kann. Daher
scheidet die Befestigung des Getters durch Léten aus.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Getter in einer Vakuumschaltkammer einer Vakuum-
schaltréhre dauerhaft zu befestigen, ohne daB diese
Befestigung montageaufwendig ist oder sonstige Nach-
teile aufweist. Ein weiteres Ziel der Erdindung ist darin
zu sehen, eine Befestigungsart fur ein Getter vorzuse-
hen, die nicht auf den Einsatz von Abschirmungen aus
Edelstahl oder entsprechenden Legierungen, wie beim
punkischweiB3en, beschrankt ist.

[0009] ErfindungsgemaB wird die eingangs gestellte
Aufgabe bei einer Abschirmung fir eine Vakuumschalt-
réhre der gattungsgemaBen Art dadurch geldst, daB ein
bandférmiger geschlossener Getterring auBenseitig an
dem Schirm angeordnet und an mindestens einer Befe-
stigungsstelle mechanisch durch Verformung des Schir-
mes oder mittels SchweiBen dauerhaft befestigt ist.
[0010] ErfindungsgemaB wird einerseits eine rein
mechanische Befestigung des Getters am Schirm vor-
geschlagen, die ohne Erwarmung und ohne zusaizliche
Bindemittel, wie Lot, durchfihrbar ist. Andererseits
erméglicht die Erfindung, auch die Anwendung des
SchweiBens, wie PunkischweiBen, Elektronenstrahl-
schweiBen, UliraschallschweiBen, Widerstandsschwei-
Ben und insbesondere auch des LaserschweiBens zur
Befestigung des Gettermaterials unter Vermeidung zu
hoher lokaler Erwarmungen. Die erfindungsgeméBe
Befestigung des Getters in Gestalt eines geschlosse-
nen Getterringes ermdglicht des weiteren auch den Ein-
satz einer Abschirmung, d.h. eines zylindrischen
Schirmteiles aus einem Material mit hoher Warmeleitfa-
higkeit, namlich Kupfer oder Kupferlegierungen. Die
Befestigung des Getters erfolgt bevorzugt durch mecha-
nische Verformung des Schirmes nach dem Aufbringen
und Inpositionsetzen des Getterringes auf dem Schirm.
Somit erméglicht die Erfindung eine feste Verbindung
eines Getters, bevorzugt in Form eines Getterbandes
mit einem Schirm, der auch oder nur aus Kupfer
besteht.

[0011] \Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemaB gestalteten Abschirmung mit Getter fur eine
Vakuumschaltréhre sind den kennzeichnenden Merk-
malen der Unteranspriiche 2 bis 11 entnehmbar.
[0012] Als Gettermaterial kommen neben Titan auch
weitere metallische Legierungen, wie ZrAl, ZrTi, ZrAlTi,
ZrVFeTi oder MoTi, in Frage. Bevorzugt weist das Get-
terelement die Gestalt eines bandférmigen Ringes auf,
wobei der Getterring aus einem Band durch Vernieten
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oder VerschweiBen, wie Punkischweifien, an den
Bandenden herstellbar ist oder aber auch der Getter-
ring als ein einstiickiges Teil integral herstellbar ist, bei-
spielsweise als Zylinderrohrabschnitt von einem
Zylinderrohr.

[0013] Neben dem bevorzugten Schirmmaterial Kup-
fer mit hoher Warmeleitfahigkeit ist es auch mdglich,
niedriglegierte Kupferlegierungen oder hochlegierte
Kupferchrom, Kupferkobalt, Kupfereisen, Molybdankup-
fer, Wolframkupfer, Wolframcarbidsilber, Wolframcar-
bidkupfer oder Kombinationen der vorgenannten
Materialien fir den Schirm einzusetzen, die ebenfalls
eine gute Warmeleitfahigkeit aufweisen und eine gute
Warmeableitung aus der Vakuumschaltkammer unter-
stutzen.

[0014] GemaB dem Vorschlag der Erfindung ist der
Gettering auBenseitig an dem zylinderférmigen Schirm
angeordnet. Der Schirm weist eine an die Form der
Vakuumschaltkammer angepaBte Form auf. Beziiglich
der Anordnung des Getterringes wird vorgeschlagen,
diesen so an dem Schirm anzuordnen, daB er ebenfalls
nicht Uber die duBere Umfangsfliche des Schirmes
wesentlich vorsteht. In einer Ausgestaltung der Erfin-
dung wird daher vorgeschlagen, daB der zylinderfér-
mige Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der
Getterring aufschiebbar ist, einen stufenférmigen
Absatz zur Aufnahme des Getterringes aufweist, der
etwa eine der Dicke des Getterringes entsprechende
Breite aufweist, wobei der AuBendurchmesser des End-
bereiches des Schirms nicht gréBer als der Innendurch-
messer des Getterringes ist.

[0015] Fur die Befestigung des Gettermaterials und
Ausbildung der Abschirmung wird erfindungsgeman ein
Verfahren vorgeschlagen, bei dem ein bandférmiger
geschlossener Getterring aus einem Gettermaterial
gefertigt wird, ein zylindrischer eine gute Warmeleitung
aufweisender Schirm aus Kupfer oder eine Kupfer ent-
haltende Legierung gefertigt wird, der einen Endbereich
aufweist, dessen AuBendurchmesser so bemessen ist,
daB der Getterring auf den Endbereich aufschiebbar ist,
der Getterring auf den Endbereich des Schirmes aufge-
schoben wird und der Getterring mechanisch oder mit-
tels SchweiBen an dem Schirm befestigt wird.

[0016] Bevorzugt wird das LaserschweiBen.

[0017] Vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sind
den kennzeichnenden Merkmalen der Verfahrensan-
spriiche 12 bis 18 entnehmbar.

[0018] Fur eine einfache Befestigung des Getterrin-
ges durch Verformung des Schirmes wird vorgeschla-
gen, daB die Lange des von der Absatzstufe sich
erstreckenden verjiingten Endbereiches gréBer bemes-
sen ist als der Breite des Getterringes entspricht, so
daB der Endbereich Uber den aufgeschobenen Getter-
ring vorsteht. Somit kann dieser Randbereich bereichs-
weise nach auBen gerichtet verformt werden, um
krallenartige oder krampenartige Verformungen zum
Lagefixieren des Getterringes auszubilden. Es ist aber
auch méglich, den Randbereich umlaufend nach au3en

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zu bérdeln, um auf diese Weise den Getterring in seiner
Lage dauerhaft zu befestigen. Es ist auch mdéglich, Get-
tering und Schirm mittels einer formschllssigen Faltver-
bindung nach Art eines Druckknopfes mechanisch
miteinander zu verbinden.

[0019] GemaB einem weiteren Vorschlag, wird die
Abschirmung so ausgebildet, daB der zylinderférmige
Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der Getterring
aufschiebbar ist, einen stufenférmig verjiingten Absatz
aufweist und der verjingte Absatz von seinem stirnsei-
tigen Ende her mit Schlitzen versehen ist und die zwi-
schen den Schlitzen befindlichen Endbereiche des
Schirmes nach auBen unter Ausbildung eines beab-
standet von dem Schirm vorstehenden Kragens umge-
bogen sind.

[0020] Beider Herstellung der Abschirmung kann bei-
spielsweise so vorgegangen werden, daB der zylindri-
sche Schirm mit einem stufenférmig verjlingten Absatz
fur die Aufnahme des Getterringes ausgebildet wird und
der verjiingte Absatz von seinem stirnseitigen Ende her
mit Schlitzen versehen wird und nach dem Befestigen
des Getterringes an der AuBenseite des Schirmes die
zwischen den Schlitzen verbliebenen Endbereiche des
Schirmes den Getterring beabstandet (berkragend
nach auBBen umgebogen werden.

[0021] Die Erfindung erméglicht eine dauerhafte Befe-
stigung eines groBen Getterelementes in Gestalt eines
bandférmigen Getterringes an dem Schirm, wodurch
eine groBe Getteroberflache zur Verfligung steht. Durch
die auBenseitige Befestigung des Getterringes am
Schirm wird dieser auch vor dem direkten EinfluB des
Lichtbogens - Metalldampfbogens - geschiitzt und eine
dauerhaft hohe Funktion des Getters ist gewahrleistet.
[0022] Hierbei ist es nach einem Vorschlag der Erfin-
dung auch méglich, daB das Verbinden der Banden-
denn zu dem Getterring gleichzeitig mit der Befestigung
des Getterringes an dem Schirm mittels Schweif3en,
wie PunkischweiBen, Laserschwei3en, Ultraschall-
schweif3en, ElekironenstrahlschweiBen, Widerstands-
schweifB3en erfolgt.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnung an einem Ausfihrungsbeispiel erlautert. Es
zeigen

Fig. 1 einen schematischen Langsschnitt durch
eine Vakuumschaltréhre

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Get-
terringes

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines zylin-
derférmigen Schirmes

Fig. 4 den Schnitt AA nach Fig. 3 auszugsweise

Fig. 5 den Schirm mit Getterring gemaB Fig. 2

und 3
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Fig. 6 Teillangsschnitt einer Vakuumschaltréhre

mit Schirm und Getterring geman Fig. 5
Fig. 7 Teillangsschnitt durch ein Vakuumschalt-
gerdat mit Vakuumschaltréhr mit Schirm
und Getterring gemaB Fig. 5
Fig. 8 perspektivische Ansicht einer zylinderfér-
migen Abschmirmung mit Schlitzen und
Getterring vor der Verformung
Fig. 9,10 Langsschnitt durch Abschirmung mit
befestigtem Getterring nach Fig. 8 in zwei
Varianten.

[0024] In der Fig. 7 ist beispielhaft fir die Anwendung
der Erfindung ein Vakuumschaltgerat mit den wesentli-
chen Funktionsteilen im auszugsweisen Querschnitt
dargestellt, bei dem Vakuumschaltréhren der
erfindungsgeméafBen Art einsetzbar sind. Hierbei han-
delt es sich um ein elekiromagnetisches Schaltgerat mit
einem Magnetantrieb mit Magnetkern, was nicht naher
dargestellt ist und Anker und wenigstens einer Vakuum-
schaltréhre mit einem Festkontakt sowie mit einer Hub-
stange in direkter linearer Wirkverbindung stehenden
beweglichen Kontakt und einer mit der Hubstange und
dem Anker in Wirkverbindungen stehenden Schalt-
wippe zur Umsetzung der Antriebsbewegung in eine
Schaltbewegung des beweglichen Kontaktes. Hierbei
ist die Hubstange an einem Ende mit dem den bewegli-
chen Kontakt tragenden Kontakitrager fest verbunden
und der Kontakttrager ausgangsseitig mit der Vakuum-
schaltréhre in einem Rohrlager in bezug auf die Langs-
achse der Hubstange gleitverschieblich gelagert.

[0025] Der Anker 110 ist gemaB Fig. 7 an der Anker-
aufnahme 111 befestigt und an der Schalwippe 120
unter Zwischenlage der Dampfungslager 122 mittels
des Bolzens 113 festgelegt, und zwar an dem an einem
Ende der Schaltwippe 120 ausgebildeten wippenauf-
nahmelager 121. Die Schaltwippe 120 ist in dem Schie-
nentrdgergehduse 140 bzw. dem nicht naher
dargestellten Antriebsgehduse des Vakuumschaltgera-
tes 200 schwenkbar gelagert. Im oberen Bereich des
Schienentragergehauses 140 ist die Vakuumschalt-
réhre 1 angeordnet, die an ihrem einen Ende den Fest-
kontakt 31 tragenden Festkontakitrager 30 aufweist, der
mittels Schraube 170 an der AnschluBfahne 160 befe-
stigt ist und in dem Schienentragergehause 140 fixiert
ist. Die Vakuumschaliréhre 1 umfaBt des weiteren den
beweglichen Kontakitrager 20 mit dem beweglichen
Kontakt 21, dessen Bewegung in Pfeilrichtung P2, P2'
mittels des Metallfaltenbalges 4 gegenlber der Vaku-
umschaltréhre 1 abgedichtet ist. Ausgangsseitig weist
die Vakuumschaltréhre 1 das Réhrenlager 147, in dem
der Kontakttrager 20 in der Schaltbewegungsrichtung
gleitverschieblich gelagert ist. In linearer direkter Wirk-
verbindung mit dem beweglichen Kontakttrager 20 und
damit dem beweglichen Kontakt 21 steht die am Ende
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des Kontakttragers 20 befestigte Hubstange 150, die in
diesem Befestigungsbereich auch durch das Réhrenla-
ger 147 gefihrt ist. An ihrem anderen Ende ist die Hub-
stange 150 in dem Achsfihrungslager 160 axial
gefihrt, wobei das Achsfiihrungslager 160 im Bereich
der Seitenwand des Schienentragergehduses 140
angeordnet und dort mittels Schrauben 153, die senk-
recht zur Langsachse X der Hubstange und der Vaku-
umschaltréhre 1 verlaufen, angeordnet sind.

[0026] An der Hubstange ist des weiteren die zu der
AnschluBBschiene 161 fiihrende Litze 141 befestigt, in
direktem AnschluB3 an das Ende des beweglichen Kon-
takttragers 20 und auf der anderen Seite mittels einer
Sechskantmutter auf der Hubstange 150 festgelegt. Die
Schaltwippe 120 greift mit ihrem Gabelende 123a, b
beidseitig der Hubstange 150 zwischen den beiden
Lagern 147 und 160 zur Ubertragung der Schaltbewe-
gung P1 der Schaltwippe ein. Bei Bewegung der Schalt-
wippe 120 durch Auslésen einer entsprechenden
Ankerbewegung, siehe Pfeil P3, wird die Schaltwippe
120 aus der Ausgangsstellung gemas Fig. 1 in Pfeilrich-
tung P1 an ihren Gabelenden geschwenkt und hierbei
die Hubstange 150 mit den damit verbundenen Teilen
mitgenommen, wodurch die Schaltbewegung, siehe
Pfeil P2, zum SchlieBen der Kontakte 21, 31 der Vaku-
umschaltréhre 1 ausgefiihrt wird. Umgekehrt zum Off-
nen bewegt sich die Hubstange in Pfeilrichtung P2' und
die Kontakte 21, 31 éffnen.

[0027] Die Vakuumschaltréhre 1 gemaB Fig. 1 umfaBt
den beweglichen Leiter 2 und den feststehenden Leiter
3, die jeweils einen Kontakitrager 20, 30 mit einem an
den einander zugewandten stirnseitigen Enden ange-
brachten Kontakistiick 21 bzw. 31 aufweisen. Die Vaku-
umschaltkammer wird von den metallischen
Deckelteilen 5, 6 gebildet, mit dem dazwischen ange-
ordneten Isolator 7. Der bewegliche Leiter 2 ist gegen-
Uber dem Gehause bzw. Deckel 5 mittels Fuihrung 41
und dem Faltenbalg 4 abgedichtet. Die die Vakuum-
schaltkammer bildenden auBenseitigen Teile sind tber
Létstellen 10, 12, 14, 15 miteinander verbunden, der
Faltenbalg 4 ist am anderen Ende an dem beweglichen
Leiter 2 Uber die Lotstelle 16 fixiert. Die Kontakistlicke
21, 31 sind ebenfalls tiber Verbindungsflachen 11, 13,
die als Létstellen ausgebildet sind, mit dem jeweiligen
Kontakttragern 20 bzw. 30 verbunden. So ist eine abge-
schlossene Vakuumschaltkammer 100 ausgebildet. Die
Kontakistlicke 21, 31 werden seitlich von dem zylinder-
formigen Schirm 8 umgeben, der einerseits mit dem
Deckel 6 im Bereich der Festkontakte verlétet ist und mit
seinem freien Ende bis in den Bereich des Isolators 7
reicht, um auf diese Weise die Strahlungswarme sowie
kondensierenden Metalldampf aus dem Schaltbereich
aufzufangen und abzufthren und den Metalldampfbo-
gen von dem Deckel 6 und dem Isolator 7 abzuschir-
men. Der Schirm 8 ist aus Kupfer, wodurch eine
besonders gute Warmeableitung erméglicht wird. Far
die Bindung der beim Schalten durch den Metalldampf-
bogen entstehenden Gase ist ein Getter in Gestalt



7 EP 0 955 655 A1 8

eines Getterringes 9 auBenseitig an dem Schirm 8 nahe
dessen freien Ende angeordnet. Der Getterring 9 ist
ebenfalls vor der direkten Beeinflussung des Metall-
dampfes geschitzt, da er auBenseitig an der Abschir-
mung 8 angebracht ist, siehe auch Fig. 1.

[0028] In der Fig. 2 ist ein Getterring dargestellt, der
aus einem entsprechend breiten Band durch Verbinden
der Bandenden 91 mittels Punkischweifen, Laser-
schweiBen oder beispielsweise Elekironenstrahl-
schweiBen oder Vernieten hergestellt ist. Der
Innendurchmesser des Bandes ist mit Ig bezeichnet,
die Banddicke mit d und die Bandbreite mit b.

[0029] In der Fig. 3 ist der Schirm 8 perspektivisch
dargestellt, der einen Basisschirmteil 81, mit dem er
den Bereich der Schaltkontakte umfaBt, aufweist und
hieran angepaft Uber einen stufenférmigen Absatz 82
einen zylinderférmigen Endbereich 83, der wiederum
Uber einen stufenférmigen Absatz 84 sich verjiingt zu
dem Endbereich 85. Der stufenférmige Absatz 84,
siehe Fig. 4, weist eine Breite a auf, die etwa der Dicke
d des Getterringes entspricht, so daB der Getterring 9
hierauf aufsitzt und in etwa blndig mit der Mantelau-
Benflache 83 des zylinderférmigen Schirmes
abschlieBt. Die Hohe bzw. verbleibende Lange Le des
zylindrischen verjiingten Endbereiches 85 ist etwas gro-
Ber als der Breite b des Getterringes 9 entspricht.
[0030] Inder Fig. 5ist der auf den Schirm auf den stu-
fenférmigen Absatz 84 aufgesetzte Getterring 9 ersicht-
lich, wobei am oberen freien Ende des Schirmes 8 ein
schmaler Randbereich der Abmessung Le-b Gber den
Getterring 9 vorsteht und in diesem Randbereich durch
mechanische Verformung zum Beispiel vier Krampen
864, 86b, 86¢, 86d durch Stemmen nach auBen ausge-
formt sind, durch welche der Getterring 9 in der auf den
Schirm 8 aufgeschobenen Position mit dem Gegenla-
ger der Absatzstufe 84 dauerhaft befestigt ist. Diese
erfindungsgemaBe mechanische Montage des Gette-
ringes 9 an dem Schirm 8 erméglicht, fur den Schirm 8
ein weiches und nicht besonders gut schweiBfahiges
Material, wie Kupfer, das jedoch eine hohe Warmeleitfa-
higkeit aufweist, einzusetzen.

[0031] Die Befestigung des auf den Schirm 8 aufge-
setzten Getterringes 9 kann neben der simplen Verfor-
mung durch Verdriicken des Schirmrandes auch durch
teilweises oder vollstandiges Umbdrdeln des Schirm-
randes oder dergleichen erfolgen.

[0032] In der Fig. 6 ist die Anordnung des Schirmes 8
mit Getterring 9 in einer Vakuumschaltréhre geman Fig.
1 auszugsweise im Querschnitt dargestellt.

[0033] Fur die Herstellung eines Schirmes mit auBem-
seitigen Getterring, der durch einen Uberkragenden
Schirmbereich einen zusétzlichen Schutz des Getter-
materials gegen Metalldampfe bietet, wird die Ausbil-
dung einer Abschirmung mit einem Schirm gemas Fig.
8 vorgeschlagen. Der zylinderférmige Schirm 8 weist
ebenfalls Uber eine Absatzstufe oder zwei Absatzstufen
einen verjingten zylinderférmigen Endbereich 85 auf.
Uber diesen Endbereich 85 wird spéater der Getterring 9
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aufgeschoben, wie angedeutet, bis er an der Absatz-
stufe anliegt. Der verjlingte Endbereich 85 ist mit axial in
Langserstreckung des Schirms 8 verlaufenden drei
oder mehr Schlitzen 8a, 8b, 8c versehen. Zwischen
dem aufgeschobenen Getterring 9 und dem stirnseiti-
gen Ende des Schirmbereiches 85 verbleibt eine gré-
Bere Hohe, so daB hier eine ausreichende
Umbérdelung und Uberkragung, wie in den Fig. 9 und
10 dargestellt durch nach auBen Biegen ermdglicht ist.
[0034] In der Fig. 9 ist schematisch dargestellt, wie
nach dem Aufziehen des Getterringes 9 auf den Schirm
8 der verjlingte Schirmbereich 85 nach auBen umgebo-
gen wird, sozusagen U-férmig und dadurch ein Kragen
88 gebildet wird, der mit seinem Ende 88a beabstandet
noch den Getterring 9 nach auBen Uberdeckt. Hierflr ist
es erforderlich, den verjingten Bereich 85 von der Stufe
zur Auflage des Getterringes so gro zu machen, daB
ein entsprechend breiter bérdelbarer Randbereich ver-
bleibt. Die Umbérdelung bzw. Umbiegung wird durch
das Ausbilden der Schlitze erleichtert. Der Getterring
wird bevorzugt vollstandig von dem so gebildeten Kra-
gen abgeschattet. Auf diese Weise ist ein verbesserter
Schutz des Getters vor Belag mit kondensierendem
Metalldampf wahrend der Vakuumlotphase und durch
Vakuumlichtbégen gegeben.

[0035] Darlber hinaus kann der Bérdelrand und Kra-
gen 88 auch mit seinem unteren Ende 88a, wenn er
leicht nach auBBen gebogen wird, zugleich als ein Mittel
zur Zentrierung des Aufbaus der Vakuumschaltréhre
nach Fig. 1 dienen, indem hier eine Abstltzung der
auBeren Isolierung 7, beispielsweise einer Keramik,
erfolgt und damit diese Keramik 7 in bezug auf die
Abschirmung zentriert wird.

[0036] Mit der erfindungsgemaBen Ausbildung und
Anordnung eines Gettermaterials ist eine dauerhafte
Befestigung einer groBen Getteroberflache an der
Abschirmung méglich und sogleich der Schutz des Get-
ters vor Bedampfen durch Metallddmpfe aus dem Lot
wéhrend des Herstellungsprozesses der Létverbindun-
gen der Vakuumschaltréhre gegeben.

[0037] Durch die Anordnung des Gettermaterials an
der AuBenseite der Abschirmung ist dieses auch vor
dem direkten EinfluB des Metalldampfbogens geschitzt
und eine dauerhaft hohe Funktion des Getters gewahr-
leistet. Zudem kénnen erfindungsgeméBe in Verbin-
dung mit dem Getter Kupferschirme mit hoher
Warmeleitfahigkeit eingesetzt werden. Die Befestigung
des Getterbandes in Form eines vorgefertigten Ringes
mechanisch oder mittels SchweiBverbindungen ermég-
licht eine feste Verbindung von Gettermaterial mit dem
Kupferschirm. Der Getterring kann beliebige AbmaBe
aufweisen. Eine weitere vorteilhafte Befestigung des
Getterringes ergibt sich durch LaserschweifBen an dem
Schirmteil, wobei Schirme aus gut warmeleitenden
Materialien, wie Kupfer, Kupferlegierungen, einsetzbar
sind.
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Abschirmung mit Gettermaterial fir eine Vakuum-
schaltréhre mit einer Vakuumschaltkammer mit
relativ zueinander beweglichen mit Kontaktstlicken
ausgestatteten Leitern, die die Kontakistlicke beab-
standet in Gestalt eines zylinderférmigen metalli-
schen Schirmes mit an dem Schirm angeordnetem
Gettermaterial umgibt, dadurch gekennzeichnet,
daB ein bandférmiger geschlossener Getterring (9)
auBenseitig an dem Schirm (8) angeordnet und an
mindestens einer Befestigungsstelle mechanisch
durch Verformung des Schirmes oder mittels
SchweiBen dauerhaft befestigt ist.

Abschirmung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB der Gettering und
der Schirm mittels einer formschllissigen Faltver-
bindung verbunden ist.

Abschirmung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB das zu dem Getter-
ring geschlossene Band aus Gettermaterial an den
Bandenden vernietet oder verschweiBt wird, wie
mittels PunktschweiBBen, LaserschweiBen, Elekiro-
nenstrahlschweiBen, Widerstandsschweien oder
Ultraschallschweif3en.

Abschirmung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB als Getterring ein
integraler Zylinderrohrabschnitt aus Gettermaterial
vorgesehen ist.

Abschirmung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB als Schirmmaterial
Kupfer oder niedriglegierte Kupferlegierungen oder
hochlegiertes Kupferchrom, Kupferkobalt, Kupferei-
sen, Molybdéankupfer, Wolframkupfer, Wolframcar-
bidsilber, Wolframcarbidkupfer oder Kombinationen
der vorgenannten Materialien vorgesehen sind.

Abschirmung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB der zylinderf6r-
mige Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der
Getterring aufschiebbar ist, einen stufenférmigen
Absatz (84) zur Aufnahme des Getterringes (9) auf-
weist, der etwa eine der Dicke (d) des Getterringes
(9) entsprechende Breite (a) aufweist, wobei der
AuBendurchmesser (Ae) des Endbereiches (85)
des Schirmes nicht gréBer als der Innendurchmes-
ser (Ig) des Getterringes (9) ist.

Abschirmung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lange (Le) des
von der Absatzstufe (84) sich erstreckenden ver-
jungten Endbereiches (85) gréBer bemessen ist als
der Breite (b) des Getterringes (9) entspricht, so
daB der Endbereich iiber den aufgeschobenen
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Getterring vorsteht.

Abschirmung nach einem der Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB als Gettermaterial
Titan, Zirkon-Aluminium, Zirkon-Titan, Zirkon-Alu-
minium-Titan, Zirkon-Vanadium-Eisen-Titan
und/oder Molybdan-Titan eingesetzt ist.

Abschirmung nach einem der Ansprtiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, indem Gber den auf den
Schirm aufgeschobenen Gettering Uberstehenden
Randbereich des Endbereiches des Schirms kram-
penartige nach auBen gerichete Verformungen
(864a, 86b, 86¢, 86d) zum Befestigen des Getterrin-
ges ausbildbar sind.

Abschirmung nach einem der Ansprtiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daBB der Uber den auf
den Schirm aufgeschobene Gettering Uberste-
hende Randbereich des Endbereiches des Schir-
mes nach auBen zur Ausbildung eines Wulstes
oder Kragens und Lagefixierung des Getteringes
gebardelt ist.

Abschirmung nach einem der Ansprtiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daB der zylinderfor-
mige Schirm zu dem Endbereich hin, auf den der
Getterring aufschiebbar ist, einen stufenférmig ver-
jangten Absatz aufweist und der verjiingte Absatz
(85) von seinem stirnseitigen Ende her mit Schilit-
zen (87) versehen ist und die zwischen den Schlit-
zen befindlichen Endbereiche (8a, 8b, 8c) des
Schirmes nach auBen unter Ausbildung eines
beabstandet von dem Schirm (8) vorstehenden
Kragens (88) umgebogen sind.

Verfahren zum Befestigen von Gettermaterial an
einer Abschirmung in Gestalt eines zylinderférmi-
gen Schirms, die Kontakistlicke der Vakuumschalt-
réhre beabstandet umgibt, dadurch
gekennzeichnet, daB

ein bandférmiger geschlossener Getterring
aus einem Gettermaterial gefertigt wird,

ein zylindrischer eine gute Warmeleitung auf-
weisender Schirm aus Kupfer oder eine Kupfer
enthaltende Legierung gefertigt wird, der einen
Endbereich aufweist, dessen AuBendurchmes-
ser so bemessen ist, daB der Getterring auf
den Endbereich aufschiebbar ist,

der Getterring auf den Endbereich des Schir-
mes aufgeschoben wird

und der Getterring mechanisch oder mittels
SchweiBen an dem Schirm befestigt wird.
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Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, daB der Getterring so
weit auf den Endbereich des Schirmes aufgescho-
ben wird, daB ein Randbereich des Schirmes Uber
den Getterring vorsteht und der Getterring durch
bereichsweises oder vollstandiges Umbdrdeln des
Randbereiches nach auBen an dem Schirm befe-
stigt wird.

Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, daB der Getterring so
weit auf den Endbereich des Schirmes aufgescho-
ben wird, daB ein Randbereich des Schirmes tiber
den Getterring vorsteht und der Getterring durch
stellenweises nach auBen Verstemmen des Rand-
bereiches des Schirmes unter Ausbildung von
Krampen an dem Schirm befestigt wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daB der Schirm an dem
Endbereich, auf den der Getterring aufgeschoben
wird, eine Absatzstufe aufweist, die als Anschlag
fur den aufzuschiebenden Getterring dient.

Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, daB der Getterring aus
einem bandférmigen Gettermaterial gefertigt wird,
wobei die Bandenden zu dem Getterring durch Nie-
ten oder SchweiBen verbunden werden.

Verfahren nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, daB das Verbinden der
Bandendenn zu dem Getterring gleichzeitig mit der
Befestigung des Getterringes an dem Schirm mit-
tels SchweiBen, wie PunkischweiBen, Laser-
schweiBBen, UltraschallschweiBen, Elekironen-
strahlschweiBen, WiderstandsschweifBen erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet, daB der zylindrische
Schirm mit einem stufenférmig verjlingten Absatz
fur die Aufnahme des Getterringes ausgebildet wird
und der verjingte Absatz (85) von seinem stirnsei-
tigen Ende her mit Schlitzen (87) versehen wird und
nach dem Befestigen des Getterringes (9) an der
AuBenseite des Schirmes (8) die zwischen den
Schlitzen verbliebenen Endbereiche des Schirmes
den Getterring (8) beabstandet tberkragend nach
auBen umgebogen werden.
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